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Sigteanalyse af m aterialet  foretages i en Air Jet  Sieve 200 LS produceret  af Hosokawa Alp ine / Testsigtn ing 

efter DIN ISO 3310-1.

Frakt ionsudskiln ing ved  vakuum  (2000 Pa) og en sigtet id  på 4 m inut ter.

NB: For at  undgå sam m enklum pning af m aterialet  t ilsæt tes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud  for analysen.
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GENAN 40 Mesh (<425 Micron)

40 Mesh (0-425 Micron) 40 Mesh (125-425 Micron) 40 Mesh (180-425 Micron) Tolerancegrænser
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Sigteanalyse af m aterialet  foretages i en Air Jet  Sieve 200 LS produceret  af Hosokawa Alp ine / Testsigtn ing 

efter DIN ISO 3310-1.

Frakt ionsudskiln ing ved  vakuum  (2000 Pa) og en sigtet id  på 4 m inut ter.

NB: For at  undgå sam m enklum pning af m aterialet  t ilsæt tes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud  for analysen.
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GENAN 40 Mesh (0 - 425 Micron)

Kornfordeling - eksem pel 40 Mesh (0-425 Micron) Tolerancegrænser

%

SIGTEANALYSE - EKSEMPEL



Revid eret : 01.10.2024

Sigteanalyse af m aterialet  foretages i en Air Jet  Sieve 200 LS produceret  af Hosokawa Alp ine / Testsigtn ing 

efter DIN ISO 3310-1.

Frakt ionsudskiln ing ved  vakuum  (2000 Pa) og en sigtet id  på 4 m inut ter.

NB: For at  undgå sam m enklum pning af m aterialet  t ilsæt tes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud  for analysen.
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GENAN 40 Mesh (125 - 425 Micron)

Kornfordeling - eksem pel 40 Mesh (125-425 Micron) Tolerancegrænser
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Sigteanalyse af m aterialet  foretages i en Air Jet  Sieve 200 LS produceret  af Hosokawa Alp ine / Testsigtn ing 

efter DIN ISO 3310-1.

Frakt ionsudskiln ing ved  vakuum  (2000 Pa) og en sigtet id  på 4 m inut ter.

NB: For at  undgå sam m enklum pning af m aterialet  t ilsæt tes SiO2 (ULTRASIL® VN3) forud  for analysen.
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